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NAPS 
(Narrow Area Process System) 
  

  

NNAAPPSS はは新新開開発発  ココ・・アアキキシシャャルルノノズズルルをを用用いいてて、、狭狭いい範範囲囲ででののププロロセセススをを実実現現ししまますす。。  

ポポイインントト処処理理やや基基板板周周辺辺のの処処理理とといいっったた、、狭狭小小範範囲囲のの現現像像・・剥剥離離処処理理にに最最適適  （（部部分分的的ななププロロセセススがが可可能能でですす））  

ププロロセセススにに応応じじてて、、現現像像液液，，レレジジスストト剥剥離離溶溶剤剤等等，，様様々々なな薬薬液液にに対対応応  

処処理理範範囲囲にに合合わわせせてて選選択択ででききるる、、豊豊富富ななノノズズルル径径ののラライインンナナッッププ  （（最最小小φφ00..66mmmm よよりり））  

処処理理ノノズズルルははボボデディィ直直径径φφ1100mmmm，，全全長長 8800mmmm ののココンンパパククトトタタイイププ  

  

  

 

 

 

原理 – システムの特長 

 ノズルが処理ポイントを覆う 

 内ノズルから薬液を吐出し、基板表面の塗布膜を溶かす 

 外（吸引）ノズルが溶出したレジストおよび薬液を取り去る 

 処理部は外(吸引)ノズルで生じる気流により乾燥する 

 
 
 
 

 

 

システムの特長 

吐出ノズル 
(内ノズル) 

 常に新液での処理を行うので、安定した処理が可能です 

吸引ノズル 
(外ノズル) 

 ノズル外周より処理後の液を吸引するため、処理部以外への 
飛散等の影響はありません 

ノズル位置・制御  吸引ノズルとマスクの距離を 0.1～0.5mm に高精度に保ちます 

薬液消費量  圧力制御＋流量制御で薬液消費を削減します 

 

処理基板 

吐出(薬液) 

気流 

吸引 
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PROCESS 
① ポイントの処理 

 処理基板が処理位置に移動 

 ノズルが処理ポイント部を覆い処理 

 処理終了後、処理基板退避 

        

 

 

使用実績、プロセス例 

 ウエハ上のアライメントマーク部のみの現像 ······· 有機溶剤によるレジスト除去 

 ウエハ上の導通部のみのレジスト除去············ 現像液による部分的処理 

 

②ウエハ周辺の処理 

 ノズルが処理位置へ移動 

 チャックに載せた基板を回転させながら処理 

 処理終了後、ノズルが退避 

     
 

 

使用実績、プロセス例 

 ウエハ EBR 処理 ··································· 有機溶剤による周辺レジスト除去   

                                                      

③角基板周辺の処理 

 ステージが処理位置へ移動 

 ステージに載せた基板を移動させながら処理 

 処理終了後、ステージが退避                                                    

  

 

使用実績、プロセス例 

 角基板 EBR 処理 ································· 有機溶剤による周辺レジスト除去   

処理ノズル 

処理＋乾燥 

→ → 

→ 

処理基板 

→ 

処理前 処理終了 

処理＋乾燥 処理前 処理終了 

処理ノズル 

ウエハ 

アライメントマーク部の現像処理 

ウエハ EBR 処理 

《お問合せ先》 
株式会社エムテーシー 営業部 

Mail: mail@mtcinfo.co.jp  HP: http://www.mtcinfo.co.jp

処理＋乾燥 処理前 １辺処理終了 

→処理ノズル 

処理基板 

角基板 EBR 処理 

（４辺処理後） 

→


